Piedmétem prace je zkoumani vlivu teploty substratu pii radiofrekvencni oxidaci monokrystalu
wolframu W(110) na strukturu, chemické slozeni a morfologii vznikajicich vrstev. Tyto parametry
byly zkoumany pomoci metod RHEED, XPS, AFM a SEM. Oxidace byla provedena za pokojové
teploty a dale pfi teplotach substratu 400° C, 500° C a 550° C. Vrstvy vznikajici za pokojové teploty
a pii 400° C byly amorfni, rekrystalizaci pak bylo dosaZeno epitaxniho uspofadani. Za teploty 500°
C vznikla pfimo epitaxni vrstva. Po dal§im zvySeni teploty na 550° C wvznikla polykrystalicka
vrstva, kterd ale témé&f postradala preferencni uspotfadani. Veskeré vznikajici epitaxni vrstvy oxidu
wolframu rostly s krystalografickou rovinou (111) rovnobéznou s povrchem. Vrstvy rostly s
relativné vysokou hrubosti v fadu n¢kolika nanometra.



